
 

■■■■3D3D3D3D 封裝量産用之各式曝光設備比較封裝量産用之各式曝光設備比較封裝量産用之各式曝光設備比較封裝量産用之各式曝光設備比較    

 

■■■■UX4UX4UX4UX4----3Di FFPL 200 3Di FFPL 200 3Di FFPL 200 3Di FFPL 200 概略規格概略規格概略規格概略規格    解析能力： 3µm L/S 曝光波長： 365 nm 對位能力： 表面± 1 µm、背面 ±1 µm 産出速度： 120 wph  基板尺寸： 150mm、200 mm 自動對應 基板搬送： 自動搬送     



 

 

                                全面非接觸型投影曝光設備全面非接觸型投影曝光設備全面非接觸型投影曝光設備全面非接觸型投影曝光設備    
■■■■USHIOUSHIOUSHIOUSHIO曝光設備「曝光設備「曝光設備「曝光設備「UX SERIESUX SERIESUX SERIESUX SERIES」、全世界累計」、全世界累計」、全世界累計」、全世界累計1,1001,1001,1001,100台以上出貨實績台以上出貨實績台以上出貨實績台以上出貨實績 USHIO 累積 20 年以上半導體、FPD、PCB、MEMS 等各種用途曝光設備製造經驗、製造販售並開發「UX SERIES」。從接觸型、非接觸型到歩進式等各種主流曝光方式皆有豐富經驗、因此基板從 WAFER、PCB、到軟性材質之 ROLL TAPE 皆可對應。此外、光源、投影鏡頭等光學系統、以及光罩與基板之搬送系統、對位等關鍵曝光設備元件皆為自家研發生産、全世界累計 1,100 台以上出貨實績。 
    

■■■■USHIOUSHIOUSHIOUSHIO其他半導體製程相關産品其他半導體製程相關産品其他半導體製程相關産品其他半導體製程相關産品    USHIO 在全世界電子業界提供產業用光源已累積 45 年經驗。除了曝光設備之外、還有許多 UV 相關設備可符合其他製程需求、包含 EXCIMER 設備、UV 膠材硬化設備、以及其他光學配件可供選擇、同時亦積極開發符合未來製程需求之各式光源設備。  以上  
 

 

 

 

 

 

  


